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極端紫外線リソグラフィ(EUVL)は 16 nm 以降の微細加工技術で使用される。この技術の最大の

課題は，高い安定性および高パワーを有する EUV 光源の開発である。1 時間に 100 枚以上のスル

ープットを実現するには，EUV 光源の開発のみでなく、高い露光感度を有する EUV レジストの

開発も不可欠である。 
酸発生剤に triphenylsulfonium cyclo(1,3- perfluoro propanedisulfone) imidate (TPS-IMIDATE)を用い

た場合は，KrF 光や電子線露光では PAG に triphenylsulfonium perfluorobutanesulfonate (TPS-PFBS)
を用いた場合と比べて露光感度に差がないが，EUV 露光では約４倍程度高い露光感度を有する。
1)  一般的にレジストの EUV 光反応では，イオン化反応で生成される２次電子が支配的とされて

いるが，イオン化反応のみでは説明ができない。そこで，EUV 光照射での反応を解析するために、

SR 吸収分光法を用いてカチオン部とアニオン部の分解反応の解析を進めた。2) 図１に炭素 1s の

吸収分光の EUV 露光量依存性を示す。*結合の吸収スペクトルの変化はカチオン部の分解反応を

示しており、この分解反応は EUV 光照射によるイオン化反応に起因している。一方，図２に示す

ようにTPS-IMIDATEの場合，アニオン部のフッ素の 1sの吸収はEUV光の露光量に依存している。

また、窒素の 1s の吸収も露光量依存性を示している。これらの結果から，EUV 光照射による PAG
励起反応により、アニオン部が分解することで小さなアニオン構造に変化し、その結果、酸の拡

散長が長くなることで，高感度に至ったと考えられる。即ち，TPS-IMIDATE の EUV 光照射によ

る感度の差は，EUV 照射によるイオン化反応に加えて PAG の直接励起反応で説明できると考え

られる。 
以上の結果から，SR 吸収分光法が EUV レジストの反応解析に有効であることと，イオン化反

応に加えて直接励起反応を積極的に付加できる PAG の化学構造を設計することで，EUV レジス

トの高感度を実現できることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．C の 1s の吸収の EUV 露光量依存性    図２．F の 1s の吸収の EUV 露光量依存性 
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